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 음극 아크로 코팅한 TiAlN 박막의 표면형상과 물리적 특성
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음극 아크로 증착한 TiAlN 박막의 표면형상과 물리적 특성을 관찰하였다. 음극 아크로 박막을 코팅

할 경우, 거대 입자가 박막 표면에 존재하여 박막의 품질을 저하시킨다. 

본 연구에서는 거대입자의 생성을 막기 위한 기판 청정공정을 도출하였다. 먼저 글로우 방전을 이

용하여 기판을 청정한 후 N2 가스를 주입하여 TiAlN 박막을 코팅하였다. 글로우 방전의 경우 Ar 가

스 주입 후 공정압력은 1.9~2.1×10-2Torr, 전압 -800V에서 30분 동안 청정을 실시하였다. 다른 청정 

방법으로는 Ar과 N2 가스를 동시에 주입하여 아크를 발생시키고 시편에 전압을 -400V 인가하여 청정

을 실시한 후 인가전압만을 -100V로 낮추어 TiAlN을 코팅하였다. 글로우 방전 청정과 Ar과 N2의 혼

합가스로 아크를 발생시켜 청정을 실시한 후 코팅된 시편의 박막 표면형상과 물리적 특성을 비교해 

본 결과, 앞서 서술한 두 종류의 청정공정 모두 거대입자의 수가 주목할 만하게 줄어들었다. 글로우 

방전과 Ar과 N2의혼합가스로 발생시킨 아크로 청정을 실시하고 코팅한 TiAlN 박막은 거대입자의 제

거와 함께 박막의 경도가 향상되는 경향을 보였다.

Key Words: 음극 아크 증착 , TiAlN 




